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R E S U M O 

Neste trabalho mostra-Ge o desenvolvimento da técnica de 
deposição molecular de urânio era substratos de alumínio e aco 
inòx. na faixa de O, Injíf/omíí a 3>n/{/cio?., com a finalidade de serea 
utilizados corno eletrodos em Câmaras de Fissão. 

Esta técnica constitui uir» método quantitativo para a 
o let rod eposipíío d»..- urânio (enrictuooido a 93% em U-23f>) na 
forma, de nitrato de uranilo (U02(MQ3)2.UH20). Posteriormente o 
nitrato de ur.onilo depositado no eletrodo de alumínio, foi 
decomposto tormioarnente para se obter o urânio na sua forma mais 
ewlavei, ou seja. a de U309, comprovada através da técnica de 
Difracao de Uai or? X. 

Para mwwiíui r obter estes depósitos uniformei.; e aderentes 
a superfície do substrato foi necor;i;ario otimizar nl/íuns 
parâmetros tais como : tratamento mecânico e químico da 
superfície do substrato, solvente ortffinieo, diferença de 
potencial, corrente, pil, tempo e velocidade de otfitaçSo. 

0 rendimento de depottiçoo de urfinio foi avaliado atravòs 
das técnicas de espeotrotfotometria e polarotfrafia. 

Parti estas deposições de urânio, foram construídas coluJ.au 
de elotrotleposic'io de acordo com ar, tfeomotri os o dimensões dou 
substratos uti1i aados. 

Da mesma forma ot; parâmetros da decomposição térmica do 
nitrato de uruniln, tais como : curva de aquecimento, vacuo, 
pressão, composição da atmosfera; foram otimizados par» se obter 
o Ü300. 

A qualidade do depósito de U308 no substrato de alumínio, 
p»r»ite concluir que o mesmo atende nu «specificap&es requeridas 
para & câmara de fissão. & 

TEMA : Instrumentação e Controle paru Installap5es Nucleares. 
1 A A ». 
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